
약력 (Profile) 

 

․ 성명 :  황의성 

 

․ 현재 근무 부서 :  SK하이닉스 미래기술연구원 ThinFilm공정 

 

․ 학력 :  

     서울대학교 공과대학 박사 학위 (1999년) 

 

․ 경력 :  

    2000년 06월 하이닉스 입사. 연구소 Thinfilm공정 담당 

    ~ 2003년 하이닉스 선행공정팀 Thinfilm Metal 기술 개발 

    ~ 2009년 DRAM 제품 개발 및 양산 이관 (NOVA, TIVA, VEGA) 

    ~ 2011년 선행공정 Thinfilm 선행기술 개발 

    ~ 2013년 Vertical Gate 등 New Device 공정 개발 (Thinfilm & Diffusion 공정) 

    ~ 2018년 DRAM/NAND Thinfilm Metal 공정 기술 개발 

    ~ 현재   DRAM/NAND Thinfilm 선행기술 개발 

 

․주요 강의 활동 

    2008년 ~ : Thinfilm기술교육 강사 

    2008년 ~ : 실험계획법 사내교육 강사 

    2011년 ~ : 산학강의 (Thinfilm공정 교육) 

    2017년 ~ : 사내 Thinfilm특론(Metal) 대표 강사 

 

 


